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Ficha Trabajo Fin de Grado

OPTICA

Fotolitografia

Comprender el proceso fotolitografico como la propagacién de la luz a través
de estructuras.

Analisis numérico de algunas técnicas estandar para la grabacién de
estructuras por fotolitografia de proximidad.
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Metodologia: Estudio de la bibliogratia recomendada.

Revision del proceso de difraccion de la luz a través de estructuras
micrométricas.

Comprensién del software para la propagacién de la luz por las estructuras.

Desarrollo de algunos ejemplos numéricos.

Bibliogratia:
L. H J. Levinson “Principles of Lithography” SPIE Press, (2005).
2. J. Tirapu “Analysis and Modeling of Photomask”.
3. “ Near-Fields in Sub-wavelength Deep Ultraviolet Lithography with

Optical Proximity Corrections”, Tesis doctoral, 2004 (University of
California).




